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※概要（Summary ）： 

シリサイドナノドットにおける構造（サイズ、組成、

結晶構造）に依存して発現する固有の電子状態や物理

現象を精密制御することを目的として、Fe 系シリサ

イドドットの高密度形成を試みる。具体的には、既に

研究実績のある減圧 CVD を用いて、極薄 Si 熱酸化膜

上に形成した Si ナノドット上に、電子線蒸着あるい

はスパッタにより形成した極薄 Fe 薄膜をリモート水

素プラズマ処理することで、Fe シリサイドナノドッ

トの形成手法確立に取り組む。本年度は、Si 熱酸化膜

上に形成した極薄 Fe 膜において、リモート水素プラ

ズマを施すことで、Fe ナノドットの形成を試みた。 
 
※実験（Experimental）： 

Si(100)基板を RCA 洗浄後、膜厚~100nm の熱酸化

膜を形成した後、真空蒸着装置を用いて極薄 Fe 薄膜

を形成した（広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学

研究所内のスーパークリーンルーム）。その後、

60MHz 高周波電力の誘導結合により励起・生成した

高密度水素プラズマを用いて、リモート、外部非加熱

での処理を施した（500W, 26.6Pa, 10min）。プラズマ

処理前後における表面形状の変化は、名古屋大学実施

機関の AFM により評価した。 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

Si熱酸化膜上に膜厚~3.0nmのFe薄膜堆積した後、

リモートプラズマ処理を施した後の表面形状像を図 1
に示す。Si 熱酸化膜上に Fe 膜を堆積した直後の表面

ラフネスは 0.25nm であり、均一な膜が形成できてい

ることを確認した(図 1(a))。リモートプラズマ処理後

においては、面密度~2.3×1011cm-2 の Fe ナノドット

形成が認められた(図 1(b))。これは、SiO2上に形成した

極薄 Fe 膜をリモート水素プラズマ処理することにより、

これまでに実績のある Pt、Co 等、耐酸化性の高い金属

の場合と同様に、Fe 原子の表面マイグレーション・凝

集が室温で促進する結果として解釈できる。 
今後は、SiO2上に予め SiH4-LPCVD 反応制御によっ

て自己組織化形成した Si 量子ドット上に、極薄 Fe 膜を

真空線蒸着により均一形成した後、リモート水素プラズ

マ処理を施すことで、Fe シリサイドナノ結晶の形成を

試みる。 
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図 1  リモート水素プラズマ処理前後におけるFe薄
膜/SiO2の表面形状像．水素プラズマ処理条件は、投

入電力 500W, 圧力 26.6Pa,処理時間 10 分．  


